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Brief/Telefax—Antwort Firma/Stempel:

Fax: (0 37 62 ) 95 37-22

img-Ingenieurbetrieb
far Materialprufung, Qualitatssicherung und
Schweiftechnik GmbH

Bereich Entwicklung/ Beratung Name:

1 Ich interessiere mich fir weitere Telefon/E-Mail:

Informationen zu:

Tel: (037 62)9537 -0
Fax: (0 37 62) 95 37 — 22
www.img-gmbh.com
info@img-gmbh.com

08451 Crimmitschau, Gewerbering 30

Datum, Unterschrift:



Restschmutz — Analyse
Auswertung von Partikelfiltern

Auswertung von Partikelfiltern gemaf
VDA 19/1S0 16232
Auszéhlen am Lichtmikroskop

e Auflicht — Mikroskop

e Reproduzierbare Parametereinstellung,
individuelle Anpassung der Schwellwer-

te

o Klassifizierung nach Anzahl, Gréle, Art

und Form

e Unterscheidung von reflektierenden,
nicht reflektierenden Partikeln und Fa-
sern

o Festlegung von Bewertungsklassen

e Anpassung der Bewertung und Doku-
mentation nach lhren Vorgaben

Ergebnisauswertung aller Partikel

Haufigkeitsverteilung nach Partikelgrofie
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Chemische Elementanalyse
Bewertung der Schadhaftigkeit

Auswertung von Partikelfiltern gemaf
ISO 16232 — Teil B

Vollautomatische EDX - Analyse

e Rasterelektronenmikroskop mit EDX

e Reproduzierbare Parametereinstellung,
individuelle Anpassung der Schwellwer-

te

Bestimmung der Morphologie (Klassifi-
zierung nach Anzahl, GroéR3e, Art und
Form)

Vollstédndiges Scannen Partikel zur Be-
stimmung der chemischen Zusammen-
setzung nach Norm

Definition von spezifischen Material-
gruppen

Anpassung der Bewertung und Doku-
mentation nach Ihren Vorgaben

Technische Ausstattung

Auflichtmikroskop - Zeiss Axio Imager.M2m
mit motorischem x/y/z-Trieb und entsprechen-
der Software fiir Bildanalyse und korrelative
Mikroskopie
Zusatzausstattung: Polarisator

Objektive: EC Epiplan 5x/0.13 HD M27
Pixel Skalierung: 0,93 pm/Pixel

Kamera: AxioCamlCc1

Auflésung: 1388 Pixel x 1038 Pixel
Software: AxioVision Particle Analyzer

Version: 4.9 (11-2012)

REM - Zeiss EVO® MA10
Beschleunigungsspannung: 0,1 - 30 kV
Vergré3erung: < 5 bis 1.000.000fach
Detektoren:

Sekundérelektronen (SE) —Detektor fiir den
Hochvakuum- und VPSE fiir den Niedervaku-
um-Betrieb, Riickstreudetektor (BSE)

EDX - Bruker Quantax 200
Detektor: XFlash® Detektor 410
Nachweisbare Elemente: Bor - Uran
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